See the notice on TED website

388383-2026 - Javni razpis

Nemg¢ija — Laboratorijska, opti¢na in precizna oprema (razen oc¢al) — Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage
(Plasmaatzanlage)

OJ S 107/2026 05/06/2026

Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Blago
1. Kupec
1.1. Kupec

Uradno ime: Westsachsische Hochschule Zwickau
E-naslov: Beschaffungswesen@whz.de
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje regionalni organ
Dejavnost javnega narocnika: I1zobrazevanje

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Opis: Kurze Beschreibung: Anschaffung einer neuen DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage) -
mit Software- und Anlagensteuerung inklusive Installation und Einweisung Bestehend aus:
DRIE/ RIE-Anlage, Substratelektrode, Kantenschutz der Wafer wahrend der Atzung, Notching-
Kontrolle/ Reduktion der Strukturabweichung beim Atzstopp auf Dielektrika,
Endpunktdetektion, Software- und Anlagensteuerung, Verpackung / Transport / Abladen /
Einbringen / Installation einschliel3lich Inbetriebnahme und Schulung Beschreibung der
Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der Bedurfnisse und
Anforderungen) Neue DRIE/ RIE-Anlage inkl. Zubehdr fur die Forschung an der WHZ mit
folgenden Anforderungen: 01 1 RIE / DRIE-Anlage Plasmaatzanlage fur plasmachemisches,
reaktives Silizium-Tiefenatzen (?500um) mittels des Bosch-Prozesses (gas chopping process)
und RIE von dunnen Dielektrika- Schichten (?2um). - Die Anlage muss die Verarbeitung von
100mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, sowie mit und ohne Secondary-Flat erlauben. - Die
Anlage muss die Verarbeitung von 150mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, mit und ohne
Secondary-Flat oder auch mit und ohne Notch erlauben. - Das im DRIE-Modus mdgliche
Siliziumabtragsvolumen pro Zeiteinheit liegt bei bis zu ca. 2,5 mm3/s, das Warmemanagement
ist entsprechend auszulegen. Die exakten zu erfullenden Prozessparameter sind der
Spezifikationstabelle im Punkt "Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit" zu
entnehmen. - Die Anlage muss uber eine separate Beschickungskammer (Vakuumschleuse,
Loadlock) verfugen, die es zulasst die spezifizierten Wafer, ohne ein Beluften der
Prozesskammer gegen Atmosphare zu laden. - Der Probenchuck / Substratelektrode muss
Uber eine He-Ruckseitenkuhlung fur die Substrate verfugen. Es muss zudem eine Vorrichtung
zur Detektion von He-Lecks in Richtung Prozesskammer beim Atzprozess, z.B. durch
Waferbruch, vorhanden sein. - Via Mass-Flow-Controller geregelte Gaslinien fur folgende
Prozessgase mussen vorhanden sein: o C4F8 o SF6 0 O2 o CHF3 o Aro CF4 - Um
parasitare Abscheidung, z.B. von Fluorpolymeren, zu vermeiden muss das System Uber einen
aktiv geheizten Prozesskammer-Liner (?120 °C) verfugen. - Alle zum RIE- und DRIE-Betrieb
notigen Anlagenbestandteile mussen Lieferbestandteil der Anlage sein, hierzu zahlen
beispielsweise, aber nicht abschliefend: o Prozesskammer o Gestell / Korpus inkl. nétige
Racks und Steuerschranke o Anlagen-Steuerung inkl. Eingabegerate und Monitore o
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Plasmaanregung / ICP Quelle mit automatisierter Matching-Unit oder Generatoren mit
integrierter HF-Abstimmung o Druckmessung o Pumpsystem - Die Anlage muss fur den
Einbau in einem ISO 14644-1, Klasse ISO 5 Reinraum geeignet sein, Pumpsysteme kdnnen in
einem Servicebereich untergebracht werden. - Die maximalen Abmessungen der Anlage
durfen inkl. notwendiger Serviceflachen maximal Hohe x Breite x Lange, 2,6m x 0,9m x 2,4m
betragen. - Die zu liefernde Anlage muss Uber eine CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems
verfugen. Dies inkludiert die Einhaltung aller fir das Anlagenkonzept einschlagigen Richtlinien,
mindestens jedoch: - Richtlinie 2006/42/EG bzw. bei Lieferung ab dem 20.01.2027
Verordnung (EU) 2023/1230 - Low Voltage Directive - 2006/95/EC - EMC Directive - 2004/108
/EC - Das System muss ausschlieBlich mit den genannten Prozessgasen, gasférmigem
Helium, gasférmigem Stickstoff, Druckluft, Abluft, Kihlwasser und Elektroenergie betrieben
werden. Zusatzliche Medien, wie z.B. Flissighelium, Flissigstickstoff oder Trockeneis dirfen
nicht zum Betrieb notig sein. - Die ICP-Quelle muss in einem Bereich von 120W bis 5000W
oder weiter betreibbar sein, wobei bei einem weiteren Bereich der genannte Bereich inkludiert
sein muss. 02 1 Substratelektrode Zur Probenhalterung wird aus Grinden der Homogenitat
und mechanischen Belastung der Wafer eine elektrostatische Klemmung gefordert. e-Chuck: -
Die Substratelektrode muss fur die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und
150mm) geeignet sein oder die entsprechende Anzahl an Substratelektroden fur die
Bearbeitung der genannten WafergroRen mussen Lieferbestandteil sein. o Im Falle der
Notwendigkeit des Tausches von Teilen zur Umrustung zwischen den Wafergréfien sind,
insofern noétig oder vorgeschrieben, alle etwaigen Verschleifdteile (Dichtstoffe...) fur eine 50-
fache UmrUstung im Lieferumfang zu integrieren. - Falls flr das Erreichen der geforderten
Parameter ein Heater / Chiller nétig ist, muss dieser inkl. der eventuell nétigen Integration und
Steuerung Lieferbestandteil sein. 03 1 Kantenschutz der Wafer wéahrend der Atzung Es ist fur
den Schutz der Waferrander (z.B. bei der Verwendung Photoresistmasken) eine
Kantenabdeckung (edge protection) vorzusehen. - Der Kantenschutz muss fur die
Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder Uber die
Verwendung von Carriern / Adaptern oder Bauteiltausch die Verarbeitung zulassen. - Sind
Zusatzteile fur die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien nétig, mussen alle zur
Umristung noétigen Teile Lieferbestandteil der Anlage sein. - Sind zur Umristung zwischen
den Wafergeometrien Verschleif3teile notig oder vorgeschrieben sind diese fur eine 50-fache
Umristung im Lieferumfang zu integrieren. - Der Kantenschutz muss nach seiner Installation
im Atzbetrieb ohne Offnen der Prozesskammer wirksam werden. - Ist der Kantenschutz ein
Verschleildteil, z.B. ein Quarzglas-Ring, sind 2 Stlick je bendtigter Ausflihrung als
Lieferbestandteil zu integrieren. 04 1 Notching-Kontrolle / Reduktion der Strukturabweichung
beim Atzstopp auf Dielektrika Um das sog. Notching bei der Atzung von silicon on insulator
(SOI) Strukturen und dem Stopp auf Dielektrikamembranen zu minimieren, ist die
Substratelektrode mit einem gepulsten kHz Generator zu betreiben oder ein gleichwertiges
Verfahren zur Vermeidung des so genannten Notchings einzusetzen.

Identifikator postopka: bOcb9d46-0047-4223-b712-26d0ff3227ca

Notranji identifikator: OV 09-26

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospesen: ne

2.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, opti¢na in precizna oprema
(razen ocal)
Dodatna klasifikacija (cpv): 42990000 Razni stroji za posebne namene, 31712330
Polprevodniki
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2.1.2. Kraj izvajanja
Postni naslov: Kornmarkt 1
Mesto: Zwickau
Postna Stevilka: 08056
Podregija drzave (NUTS): Zwickau (DEDA45)
DrZzava: Nemcija
Dodatne informacije: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-
Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

2.1.4. Splosne informacije
Dodatne informacije: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMZEU#
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
vgyv -

2.1.6. Razlogi za izkljucitev
Viri izklju€itvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo narocila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001
Naslov: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaatzanlage)
Opis: - Die Funktion ist innerhalb der Inbetriebnahme an Silizium-Wafern mit einer Dicke von
mindestens 380um mit einem Atzstopp auf 1500-2500nm thermischem Siliziumdioxid
nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch eine Uberatzung von rechnerisch >10um nach
Erreichen des Endpunktes. - Als Atzmaske bei diesem Abnahmetest dient ebenfalls 1500-
2500nm thermisches Siliziumdioxid mit gedffneten Strukturen von 250x250pum (+/-10um) in
einem x / y-Pitch von 3000um, gleichverteilt Gber den Wafer. - Die Wafer werden durch den
Auftraggeber im Rahmen des SAT (Anlagenabnahme am Bestimmungsort) zur Verfigung
gestellt. - Die Parameter sind bei einem 100mm Wafer, innerhalb des 90mm durchmessenden
Kernbereichs und bei einem 150mm Wafer innerhalb des 140mm Kernbereichs nachzuweisen
(je 5mm Randausschluss). - Die durchschnittliche Atzrate, ab dem Start der Atzung, muss bei
dem Test min. 10pm/min betragen. - Die einseitige Abweichung von der Tangente der
Atzflanke darf bei keiner Struktur mehr als 10um betragen. 05 1 Endpunktdetektion Die
Prozessuberwachung und die Endpunktkontrolle muss Uber die optische Analyse der
Plasmaemission anhand der charakteristischen Emissionslinien erfolgen. Es muss mindestens
der Bereich von 250 - 850nm zur Auswertung zuganglich sein. - Die Endpunktdetektion ist in
Auflésung und Empfindlichkeit so zu realisieren, dass der Endpunkt auch bei geringen offenen
Flachen <5% sicher detektiert wird. - Es sollen mindestens folgende Endpunktdetektionen bei
max. 5% offener Flache maglich sein: o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf SiO2 o Silizium-
Atzung mit Endpunkt auf Al o Silizium-Atzung mit Endpunkt auf Photoresist o SixNy-Atzung
mit Endpunkt auf SiO2 o SixNy-Atzung mit Endpunkt auf Si o SiO2-Atzung mit Endpunkt auf Si
06 1 Software und Anlagensteuerung - Die Bediensoftware muss mindestens die folgenden
Nutzerniveaus enthalten: o Bediener dem nur der Start bereits vorhandener Rezepte gestattet
ist. o Ingenieur dem zusétzlich das Erstellen und Andern von Rezepten gestattet ist
(wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). o Service den zusatzlich die manuelle
Steuerung der Anlage und die Umgehung von Interlocks gestattet ist (wahlweise mit
Passwortschutz durch den Kunden). - Wird als Betriebssystem Microsoft Windows eingesetzt,
muss dieses auf Version 11 oder 10 LTSC basieren. - Die Bediensoftware muss einen
automatisierten Leckagetest und MFC-Funktionstest enthalten. - Das Steuerungskonzept
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muss auf einer Direct One-to-one Verbindung zu den Sensoren und Aktoren basieren (Ein
Steuerungskanal zu einem Sensor oder Aktor) - Es muss eine kanalweise Diagnostik fur die
Steuerungskanale vorhanden (on/off) und die entsprechende Status Informaton (OK,
Kurzschluss, Unterbrechung) - Das Datalogging muss in Intervallen ? 250 ms maoglich sein. -
FUr die genaue Kontrolle der zeitlichen Abfolge in den Prozessen missen Prozessschritte bis
zu einer Gesamtlange von ? 10 ms definiert werden kénnen. - Die Anzahl der anlegbaren
Prozessrezepte soll nicht anlagenseitig auf einen Wert kleiner 5000 begrenzt sein. - Die
Softwareldsung muss SEMI E95 konform gestaltet sein. 07 1 Installation/Schulung -
Installation der Soft- und Hardware - Grundschulung der Anwender (Bedienung der Soft- und
Hardware, Umgang mit Betriebsmitteln, In- und AuRerbetriebnahme, Wartung) - Zur Anlage ist
ein Bedienerhandbuch, Servicehandbuch und Stromlaufplan in deutscher oder englischer
Sprache zu liefern. 08 1 Geforderte Prozessprameter und deren Uberpriifbarkeit Der Anbieter
muss bestatigen, dass er Uber ein Applikationslabor verfugt, welches mittels offentlicher
Verkehrsmittel, einem PKW oder der Kombination beider innerhalb von 12h vom
Bestimmungsort aus erreichbar ist. Innerhalb dieses Applikationslabors muss mindestens
eines der angebotenen Systeme (mit den nicht optionalen Grundfunktionalitaten) betrieben
werden und fur Anlagentests zur Verfugung stehen. Zudem behalt sich der Kaufer vor, die
angegebenen Parameter an dieser Anlage innerhalb des Evaluationsprozesses der Angebote
vor Ort bei dem Anbieter zu liberpriifen. Auf Anfrage muss diese Uberpriifung innerhalb einer
Woche nach Ankindigung moéglich sein. Geforderte Prozessparameterkombinationen It.
Leistungsbeschreibung. Die geforderten Prozesse mit den entsprechenden Parametern sind in
geeigneter Form (z.B. wie die innerhalb der in dieser Ausschreibung im Leisrtungsverzeichnis
FB 27 verwendete Tabelle) dem Angebot beizufugen. 09 1 Verpackung / Transport / Abladen /
Einbringen / Leistungsort: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum
Peter- Breuer-Stralde 5-11 08056 Zwickau Lieferung nach Incoterms 2020 DAP oder DDP,
Fracht bis zur ebenerdig und rollend mit erreichbaren Entladestelle an der Lieferzufahrt Dr.-
Friedrichs-Ring 2C, 08056 Zwickau, Deutschland Lieferzeit: max. 50. KW nach Beauftragung
Notraniji identifikator: OV 09-26

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 38000000 Laboratorijska, opti€na in precizna oprema
(razen ocal)
Dodatna klasifikacija (cpv): 42990000 Razni stroji za posebne namene, 31712330
Polprevodniki
Moznosti:
Opis moznosti: 1.) Optionale Nachristbarkeit eines Cryoprozesses 2.) Optionale
Erweiterbarkeit zu einem Clustersystem

5.1.2. Kiraj izvajanja
Postni naslov: Kornmarkt 1
Mesto: Zwickau
Postna Stevilka: 08056
Podregija drzave (NUTS): Zwickau (DEDA45)
DrZzava: Nemcija
Dodatne informacije: Westsachsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-
Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

5.1.3. Predvideno trajanje
Trajanje: 50 Tedna
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5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Projekt javnega naroCanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno narocilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: ne
To javno narocilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne
Dodatne informacije: zu 1.) Es sollte mdglichst die Nachristbarkeit einer Substratelektrode fir
Cryo-Prozesse gegeben sein, welche Prozessflihrungen bis zu einer Substrattemperatur von
-150C zulasst. Diese Option darf die Nachristung einer mechanischen Substratklemmung und
den Einsatz von Zusatzmedien (z.B. Flussigstickstoff) nGtig machen. zu 2.) Optionaler spaterer
Ersatz des Loadlocks (Waferschleuse) durch ein Transfersystem bei welchem eine
Waferkassettenstation und min. 2 weitere Prozessmodule (z.B. PE-CVD, ALD oder RIE/
DRIE) angeschlossen werden konnen, um die Anlage funktionell zu erweitern.

5.1.7. Stratesko javnho narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Orodja, rastline ali tehni¢na oprema
Opis merila za izbor: Nachweis Uber Vorhandensein eines Applikationslabors bei Bieter

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Cena
Ime: Preiskriterium
Opis: Preiskriterium
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (tocke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 30
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Erflllung der Leistungsparameter
Opis: Erfullung der Leistungsparameter
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (tocke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 60
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Ime: Lieferzeit
Opis: Lieferzeit
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (tocke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 10

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narodcila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila: nemscina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 03/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski
Cas, srednjeevropski poletni Cas
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4D4ZMZEU/documents
Sprotni komunikacijski kanal:
Spletni naslov: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMZEU

5.1.12. Pogoji javnega narocila
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Pogoji za predlozitev:

Elektronska predlozitev: Obvezno

Naslov za predlozitev: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMZEU

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nem&¢&ina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predlozijo ve€ kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 9 Tedna

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predlozitev:

Po presoji kupca se lahko vsi manjkajo€i dokumenti v zvezi s ponudbo predloZijo pozneje.
Dodatne informacije: Der Auftragnehmer behalt sich vor, Unterlagen zur Aufklarung
nachzufordern.

Informacije o javhem odpiranju:

Datum odprtja: 10/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as, srednjeevropski
poletni Cas

Pogoji javnega narodila:

Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zascitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje racunov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naroCanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko placevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila:
Westsachsische Hochschule Zwickau
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Vergabekammer des
Freistaates Sachsen
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Westsachsische Hochschule Zwickau

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Westsachsische Hochschule Zwickau
Registrska Stevilka: 14-1215011WHZ01-34
Postni naslov: Kornmarkt 1
Mesto: Zwickau
Postna Stevilka: 08056
Podregija drzave (NUTS): Zwickau (DEDA45)
Drzava: Nemcija
E-naslov: Beschaffungswesen@whz.de
Tel.: 03755361131
Spletni naslov: https://www.whz.de
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Profil kupca: https://www.whz.de

Vloge te organizacije:

Kupec

Osredniji nabavni organ, ki oddaja javna narocila ali sklepa okvirne sporazume za gradnje,
blago ali storitve za druge kupce

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega narocila
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1. ORG-0002
Uradno ime: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Registrska Stevilka: ohne
Mesto: Leipzig
Postna Stevilka: 04013
Podregija drzave (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Drzava: Nemcija
E-naslov: vergabekammer@lds.sachsen.de
Tel.: +49 03419773800
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0003
Uradno ime: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registrska Stevilka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Postna Stevilka: 53119
Podregija drzave (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
DrZzava: Nemcija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100
Vloge te organizacije:
TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/razliica obvestila: 2ccf26¢1-6b0a-47ce-8228-ad9b97611ff8 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naro€ilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum posiljanja obvestila: 04/06/2026 09:00:02 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nem&cina

Stevilka objave obvestila: 388383-2026

Stevilka izdaje UL S: 107/2026

Datum objave: 05/06/2026
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